PATENTE DE _INVENCION
SC_4304

eMemoria Yesoripliva ﬂ 28852

sathe:

PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE ESPUMAS DE POLI-
CLORURO DE VINILO.

- -

Falicitante: RHONE-POULENC, S.A., entidad francesa, residente

en 22 avenue Montaigne, Paris 86, Francia.

El presente invento tiene por objeto un procedimien-
to de preparacién de espumas de células abiertas de poli-
c¢loruro de vinilo por introduccién de fluidos gaseosos en
plastisoles en presencia, como estabilizantes de las cé-

lulas, de copolimeros organopolisiloxénicos constituidos
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por una combinacién de motivos triorganosiloxilos, diorga-
nosiloxilos y siloxilos distribuidos en una proporcién bien
determinada, derivéndose uno de los dos grupos orgénicos

de cada uno de los motivos diorgenoxiloxilos de un polial-
quilenoglicol. Tiene igualmente por objeto los copolimeros
orgenopolisiloxénicos antes citados.

Sgbido es que para la preparacidén de espumas de po-:
licloruro de vinilo a partir de plastisoles se recomienda
introducir en estos dltimos copolimeros organopolisiloxé-
nicos cuya funcién es la de regularizar y estabilizar las
células a la vez durante la formacién de las espumas cru-
das y durante su fusién (patentes francesas 1 423 704, 1
462 753, 1 575 049, 2 100 494), Sin embargo, en estado de
utilizacidén industrial se exige ademés a estos estabilizan-
tes conducir a espumas que presentan: _

- en estado crudo por una parte una estabilidad su-
ficiente para sufrir sin dafio las operaciones de manufac-
tura o de moldeo, por ejemplo la extensibilidad &l raspa-
dor, por otra parte una densidad lo més escasa posible com-
patible con esta estabilidad. ‘ )

- durante su fusién el mantenimiento de la densidad
en estado crudo y algunas veces incluso un aligeramiento
de esta densidad.

Es dificil empleando los estabilizantes organopoli-
siloxénicos conocidos obtener espumes que tengan el conjun-
to de las caracteristicas precitadas.

El presente invento tiene pues por objeto un procé-
dimiento de preparacién de espumas de policloruro de vini-
lo de células abiertas que posean las cualidades buscades

por los fabricantes industriales; més precisamente, este
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plagstisoles que contienen de 0,5 a 10 % de su peso de es-
tabilizantes organosilicicos, caracterizédndose este procé-
dimiento por el hecho de que los estabilizantes se escogen

entre los copolimeros constituidos de motivos de férmulas

R

(CH3)2R8100,5, Q(CnHZnO)yR'SiO y Si0, en las cuales el

simbolo R representa un grupo alquilo que posee de 1 a 3
dtomos de carbono, un grupo vinilo, el simbolo R' represen
ta un radical hidrocarbonado divalente que posee de 1 a
10 4tomos de carbono, el simbolo Q represeénta un radical
orgénico escogido entre los radicales de fdérmulas -0G,
-O?G, -O?OG R --OSiR3 en las cuales el simbolo G represen-
0
ta un radical alquilo que posee de 1 a 4 dtomos de carbo-
no, teniendo los simbolos R, idénticos o diferentes, la
significacién citada anteriormente, el simbolo n represen-
ta un mimero entero que va de 2 a 4, el simbolo y repre-
senta un nimero cualquiera que va de 4 a 60; en estos co-
polimeros la relacién del nimero de motivos (CHB)ZRSiOO,S
respecto al nimero de motivos SiO2 se extiende de 0,55/1
a 0,75/1 y la relacién del nimero de motivos
R

Q(CnHZnO)yR'giO respecto al nimero de motivos Si0O, se ex-
tiende de 0,005/1 a 0,1/1.

El presente invento se refiere asImismo a los esta-
bilizantes orgénicos que acaban de describirse.

A tftulo indicativo, en las férmulas anteriores, el
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quilo tenga 1 a 3 &tomos de carbono, un radical tal como

metilo, etilo, propilo; el simbolo R' puede representar

12 un radical alquileno que tenga de 1 a 5 Atomos de
carbono, escogido entre el grupo constituido por los radi-~
cales de férmulas:
Ol ?Ha'
-CH,-, -(CH2)2-, -(CHZ)3-,-CH20H-CH2-,-(CH2)4-,-CH2CH2CH-
CHZ-

29 un radical alquileno-arileno que tenga de 6 a 10
4tomos de carbono escogido entre el grupo constituido por

log radicales de férmulas:
- (CHy),- ) ~(CHy) 4= i

CH3

el sfmbolo G puede representar un radical tal como metilo,
etilo, propilo, butilo, isobutilo.

Los motivos(CnHanO) son la mayor parte de las veces
grupos (CH,CH,0) y/o (?HCHZO).

CH3

A titulo de ejemplos concretos de motivos difuncio-
nales . ?~

Q(CnHznO)yR'-SiO pueden mencionarse los que respon

den a las férmulas siguientes:
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kI
cn30(c52cngo)y.-(chnao)y"(CHQ)3810
B CHy

3 .
G4H90(CH20H20)y. (cacnzo)yn CH,810

o
CH3COO(CH20H20)y0H20H0H2810

CH3 ?HB

CH,CO0(CH,CH,0) , , (CHCH,0) yu (CH,) 5810

(CHS)BSiO(CHZCHZO)y,(?H—CHZO)y"(CHZ)B?iO
CH, CHy

CH3 C2H5
C,H50C00(CHCH,0), CH,CH,S10

CH ?HB

i3
CH3000(CH20H20)y.(CH-CHZO)yn- <:::>> -(032)3810

Los simbolos y' e y" representan nimeros cualesquie-
ra no nulos cuya suma se extiende de 4 a 60.

Para preparar los copolimeros que caracterizan el
procedimient? del invento pueden ponerse en préctica di-
versos procesos; se puede cohidrolizar por ejemplo mezclas,
escogidas en proporcidén molar adecuada, de silanos de fér-
mulas R

!
(CHB)ZRSiX, Q(CnHZnO)yR'SiX2 y SiX,, representando los




10

15

20

25

30

-6 -

simbolos X, idénticos o diferentes, grupos fécilmente hi-
drolizables tales como dtomos de halégeno, radicales alco-
xilos, alcoxialcoxilos, iminoxilos, aminoxilos, aciloxilos.
Se puede igualmente partir de condensados constitufdos por
motivos de férmulas R

|
(CH,),BS10, ,HS10 y 8i0, distribuidos

0,5
en la relacién ndmerica apropiada, en las cuales se hace
reaccionar, en presencia de un catalizador a base de un de-
rivedo de platino, compuestos (que se deriven de polical-

quilenoglicoles) de férmula Q(an2no)yR"’ representando

el simbolo R" un radical hidrocarbonado que posee una in-
saturacién alifédtica y que tiene de 2 a 10 &tomos de car-
bono; esta dltima técnica no puede sin embargo conducir a
prepolimeros que tengan motivos difuncionales del tipo

R
Q(CnHZno)yCHZéio .

Los compuestos de férmula Q(CnHZnO)yR" pueden encon

trarse en el mercado industrial pero pueden también prepa-

rarse utilizando reacciones cldsicas de la quimica orgédni-
ca. Por ejemplo se trata el grupo hidroxilo terminal de

los poliéteres de férmula HO(anZnO)yR“ por un anhidrido
de dcido, un cloroformiato de alquilo, un silano de férmu-
la 333101 o bien se reemplaza el dtomo de hidrégeno, ter-

minal de los poliéteres de férmula Q(CnHznO) por un &tg

yH
mo de un metal alcalino y se hacen reaccionar los poliéte-

res asi metalizados con un cloruro de alcenilo tal como el
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eloruro de vinilo o de alilo.,

Estos poliéteres son a su vez preparados por puesta
en contacto de un alcohol gue tenga o no una insaturacién
alifética o de un &dcido con compuestos de grupos oxirannos,
tales como 6xido de etileno o de propileno o la mezcla de
estos dos 6xidos,

Detalles sobre estos polimeros figuran en particular
en la obra de N.G. Gaylord titulasda "Polyethers.Part.I
Polyalkylene oxides and other polyethers".

Se prefiere sin embargo utilizar el proceso que con-
siste en poner en contacto, en el seno de diluyentes orgé-

nicos, los silanos de férmula F
Q(Cnﬂano)yk'81012 con resi-

nas organosilicicos constituidos por motivos (C!H3)2RS:i.OO’5
y Si0, distribuidos en la relacién nimerica 0,55/1 a 0,75
/1, y poseyendo 0,5 a 4 % en peso de grupos hidréxilos 1li-
gados a los 4tomos de silicio; se efectda la reaccién a una
temperatura que va de 0°C a 1509C y la relacién molar sila-
nos/resinas estéd en relacién directa con la proporecidén ci-~
tada del ndmero de motivos de fdrmulg Q(CnHQnO)yRR'SiO
con el mimero de motivos Si0, de los copolimeros, exten-
diéndose esta dltima proporcién de 0;005/1 a 0;1/1.

Los silanos pueden obtenerse por reaccién de los clo-
rosilanos de férmula X' R'SiRC1l, (representando el simbo-
lo X' un &tomos de cloro o de bromo) con las sales de me=-
tales alcalinos de los derivados de polialquilenoglicoles
de férmula precitada Q(CnH2n°)yH (patentes francesas 1 291
821, 1 326879) y asimismo pueden obtenerse por fijacién de

clorosilanos de férmula RSiHCl,, en presencia de compues-
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tos de platino, sobre los derivados de polialquilenoglico-
les de férmula citada anteriormente Q(CnHZnO)yR" (patente
francesa 2 132 781). Estas reacciones tienen lugar con pre
ferencia en el seno de diluyentes. Las resinas son produc-
tos industriales que ademés pueden prepararse fécilmente
bien por reaccién de clorosilanos de fdérmulas (CH3)2RSi01
y/o dehexaorganodisiloxanos de férmula (CHB)ZRSiOSiR(CHB)é
sobre un hidrosol de silice (patente francesa 1 046 736) o
bién por cohidrélisis de silicatos de alquilo, cuyos grupos
alquilos son principalmente metilos, etilos o propilos con
clorosilanos de férmula (CH3)2R8101 (patente francesa 1 134
005); se opera en medios diluyentes inertes y se conservan
las resinas en estos diluyentes o se les reemplaza en su
totalidad o en parte por otros diluyentes igualmente iner-
tes,

Estas resinas cuya concentracién en los diluyentes
es del 6rden de 50 a 90 % en peso, poseen de 0,5 a 4 % en
peso de grupos hidroxilos unidos a los 4tomos de silicio.

Como diluyentes apropiados pueden mencionarse tolue-
no, xileno, cumeno, ciclohexano, metil-ciclohexano, cloro-
benceno, acetato de etilo, éter isopropIlico. Estos dilu-
yentes sirven igualmente de medio reaccional para la pre-
paracién de los silanos que acaban de mencionarse asi co-
mo para su regceién posterior con las resines.

En el curso del contacto de los silanos con las resi-
nas la reaccién de los enlécea SiCl de los silanos con los
grupos hidroxilos de las resinas provoca la formacién de
gas clorhidrico, y es entonces ventajoso recoger este gas
por una base orgénica tal como una amina terciaria.

Los silanos y las resinas se utilizan en una relacién
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molar tal como los copolimeros obtenidos tienen motivos
distribufdos segin las relaciones numéricas ya mencionadas;
la relacidén del nimero de motivos (CH3)2RSiOO,5 respecto
al mimero de motivos SiO, se extiende de 0,55/1 a 0,75/1,
con preferencia 0,58/1 a 0,70/1 y la relacién del niimero

de motivos R

Q(CnHZnO)yR'éiO respecto al nimero de motivos
$i0, se extiende de 0,005/1 a 0,1/1 con preferencia 0,01/1
a 0,06/1.

La reaccién puede ejecutarse en un campo de tempera-
turas que van de 02C a 1509C, una temperatura elevada ace-
lera la reaccién pero ae obtienen buenos resultados a tem-
peraturas préximas a la temperatura ambiente hacia 10-50¢C.
Después de conseguir la reaccién, se llevan las soluciones
a la concentracidén deseada en copolimeros con vistas al em~
pleo ulterior de estos \iltimos para regularizar y estabili-
zar las células de espumas de policloruro de vinilo. Esta
concentracién puede ser cualquiera pero por razones de co-
modidad de empleo es preferible que se sitde en el inter-
valo 40 a 80 % en peso. Estos copolimeros, en forma de so-
luciones, se introducen en easte caso en plastisoles a base
de polocloruro de vinilo en la proporeién de 0,5 a 10 % del
peso de los plastisoles, con preferencia 1 a 8 %.

Estos plastisoles, que se pueden fabricar a partir
de compuestos industriales muy accesibles, se conocen des-
de hace muchos afios; son dispersiones de resinas en poli-
cloruro de vinilo en uno o varios plastificantes. Por cal-
deo las resinas vinilicas se disuelven en los plastifican-

tes, y de ello se traduce la fusién del conjunto y la ob-
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tencién de materiales termoplésticos. Las resinas de poli-
cloruro de vinilo pueden ser homopolimerds o copolimeros,

y en este dltimo caso se derivan de la copolimerizacién de
cloruro de vinilo y de compuestos orgénicos en insaturacién
alifética tal como el acetato de vinilo, acrilato de meti-
lo, acrilato de etilo, metacrilatos correspondientes, acri-
lonitrilo, cloruro de vinilideno; en general estos copoli-
meros resinosos contienen al menos 80 % de policloruro de
vinilo,

Los plaestificantes utilizados para la fabricacién de
los plastisoles son generalmente ésteres de dcidos carboxi-
licos o de dcido fosférico como ftalato de butilo y de ben
cilo, ftalato de dioctilo, ftalato de dodecilo, trimelato
de trioctilo, fosfato de tricresilo.

Numerosas informaciones sobre las resinas de policlo-
ruro de vinilo y sobre sus plastificantes figuran en las
patentes francesas 1 575 049 y 2 100 494, Igualmente en
estos plastisoles, ademds de las resinas vinilicas ¥y los
plastificantes, pueden introducirse coadyuvantes diversos
tales como pigmentos, cargas, estabilizantes con respecto
a los agentes atmosféricos y al calor. En la préctica,
los coadyuvantes representan a 1o sumo 6 % del peso de los
plastisoles.

El espumeo de los plastisoles que contienen los co-
polimeros orgenopolisiloxénicos se obtiene por expansién
con ayuda de gas; pueden emplearse varias técnicas para in-
troducir los gases en estos plastisoles como el burbujeoy
la incorporacién de productos porégenos, el batido mecéni-
co. Se prefiere esta \ltima técnica dado que, basadas en

ella, se han construido mdquinas industriales para efectuar
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a la preparacidén de los plastisoles, por mezcla de los com-
puestos de base, a la adicién-de los estabilizantes orga-
nopolisiloxdnicos, a la transformacién del conjunto en es-
pumas por batido mecdnico en presencia de Qire por ejemplo.

Las espumas crudas asi formadas son calentadas apro-
ximadamente a 709C-200?C durante un periodo que va de al-
gunos minutos a varias horas para realizar su gelificacidén
y fusién. De ello resultan productos que poseen una es-
tructura alveolar homogénea, constituida por células abier-
tas. La densidad de estas espumas es funcién de los com-
ponentes de los plastisoles y de la cantidad de gas intro-
ducido, y puede por tanto variar entre amplios limites que
van de 0,2 a 0,9, siendo no obstante interesante para las
aplicaciones méds comines fabricar espumas de escasa densi-
dad comprendida en el intervalo 0,2 a 0,5.

El procedimiento que constituye el objeto del inven-
to permite no solamente fabricar espumas homogéneas, fle-
xibles, que tengan la densidad buscada sino también poder
manufacturar, modelar a voluntad las espumas crudas antes
de su fusién. En el curso de esta fusibén las espumas con-
servan le forma y la densidad que tenian en estado crudo
y a veces incluso esta densidad se ve aligerada.

Estas espumas pueden servir como materiales de reves-
timiento en el revés de moquetas, alfombras, tapicerias,
papeles decorativos, telas, yute, placas metélicas o de ma-
terias plédsticas. Actdan principalmente como aislantes
térmicos y fénicos y procuran comodidad debido a su plasti=-
cidad, evitando ademés que las alfombras y moquetas se des-

licen muy fécilmente sobre los suelos. Pueden utilizarse
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igualmente como materiales de almohadillado en el mobilia-
rio y la industria esutomévil asi como para la fabricacién
de filtros coberturas y mordazas.

Los ejemplos siguientes ilustran el invento, expre-

séndose las partes y los porcentajes en peso.
Ejemplo 1 (Preperacién de un intermediario).

En un matraz de vidrio de 1 litro, protegido del aire
ambiente por el paso de una ligera corriente de nitrdgeno
seco, se coloca 300 g de un poliéter de férmule
CH2=CHACH2(OCH20H2)22(0?H—CH2)230000H3 ¥y 120 g de xileno.

CH,

A esta mezcla agitada, se agrega, en el espacio de

5 mn. 29,2 g del silano de férmula (CHB)HSi012 y después

se introduce 1,2 cm’

de una solucién de dcido cloroplati-~
nico en isopropanol, solucién que contiene 8 mg de plati-
no por cmB.

El conjunto es llevado lentemente a reflujo y desde
el comienzo del reflujo la temperatura del contenido del
matraz es de 1009C, se prosigue el caldeo a reflujo y cuan-
do la temperatura del contenido del matraz alcanza 1259C
se elimina el silano excedente asi como una parte del xile-
no. Se opera en principio a presién atmosférica y después
a una presién inferior a la presién atmosférica que se es-
tablezca hacia 200 mm de mercurio.

Se recoge 385,5 g de una solucién xilénica de visco--
aidad 55 ¢St a 25°C, que contiene 81 % del producto de adi-

cién de férmula:




10

15

20

25

30

- 13 -

CH,
Clasi_
(cnz) 3(OCH20H2)22(0(‘}H-CH2) 2300001-13
CH,
Ejemplo 2

3, igualmente prote-

En un matraz de vidrio de 250 em
gido por aire ambiente por el paso de una ligera corriente
de nitrégeno seco, se introduce sucesivamente 100 g de una
solucién al 73 % en xileno, de una resina organosilicica,
31 g de xileno y 1 g de piridina,

La resina orgenosilicica contiene 2,1 % de grupos
hidroxilos unidos a los Atomos de silicio y estd constitui-
da por motivos de férmulas (CH3)38i00,5 y Si0, distribui-
das respectivamente en la relacién numérica 0,61/,

Se egrega a la mezcla agitada, en el espacio de 15
minutos, 25 g de la soluecién xilénica.preparada en el ejem~
plo 1 que contiene 81 % del producto de férmula
ClzsiCH3(0H2)3(OCH20H2)22 (OC‘:H-CHZ)ZBOCOCH3 ; durente esta

CH3
solucién del clorhidrato de piridina preecipita y la tem-
peratura evoluciéna de 24°C a 28¢C,

Tras el fin de la adicidn se introduce 30 g de xile=-
no para diluir el conjunto y se mantiene la agitacién du-
rante 30 minutos. La mezcla es filtrada y se recoge 175 g
de una solucidén xilénica (A) de viscosided 10eSt a 259C que
contiene 50 % de resina.

El andlisis muestra que esta resina contiene 1,8% en

peso de grupos hidroxilos y que esté constituida por moti-
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vos de fdrmulas

(CH3)33100’5 S CH331O
(CH2)3(OCHZCHQ)22(0?H—CH3)23OCOCH3
CH3
y SiO distribuidas respectivamente en la relacién numérica'

0,61/0,012/1.

Ejemplo 3
a) En un recipiente de % 1 equipado con un agitador pla-
netario Kenwood (que posee un 14tigo que gira sobre si mis
mo accionado por el planetario) se introduce 1500 g de una
resina sélida comercislizada pof la Societé Rhone-Progil
bajo el nombre de LUCOVYL PA 1302 y después 675 g de ftala-
to de dioctilo. Esta resina sélida, de didmetro particu-
lar medio de 10 micras, de masa voliimica aparente 0,31 g/
em3 es un copolimero formado a partir de cloruro de vinilo
y de acetato de vinilo, representando el cloruroc de vinilo
al menos 90 % del conjunto.

Se amasan durante 5 minutos estos dos productos con
ayuda del agitador planetario cuyo variador se encuentra
en la posicién 1l(el planetario gira en este caso a 125 v/mn
y el 1étigo a 415 v/mn sobre si mismo) y a continuacién se
agrega lentamente a la pasta obtenida una mezcla constitui-
da por 450 g de ftalato de butilo y de bmneilo, 45 g de un
estabilizador epoxidado, comercializado por la Societé Sta-
vinor bajo el nombre de "OXY ES" y 30 g de otro estabiliza-
dor a base de una sal orgénica plomo-zine, comercializada

por la Societé Argus Chemical bajo el nombre de "MARK 21",
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Se agita todo elloy, a la velocidad citada, durante
15 minutos y el plastisol resultante se abandona al aire
ambiente.

b) En un recipiente de 1 1, sobre el cual se adapta un
agitador planetario utilizado bajo (a) se introduce 360 g
del plastisol anterior preparado al cabo de 2 horas y 20 g
de la solucién (A) de la resina al 50 % en xileno prepara-
do en el ejemplo 2 y después se agita el conjunto durante
30 minutos a velocidad media, estando el variador en la po-
sicién 3 (el planetario gira a 155 v/mn y el ldtigo sobre
s{ mismo a 525 v/mn).

Durante esta agitacién, cada 3 minutos se retira una
muestra de espuma que Se coloca en una copela metdlica ci-
lindrica de una capacidad de 17,5 cm3, dejéndose ésta du-
rante 5 minutos en un horno llevado a 1509C,

Por pesada se deduce fdcilmente la densidad de la es-
puma en funcién del tiempo de.agitacién.

A titulo comparativo se reemplaza los 20 g de la so~
lucién (A) por 20 g de una solucién de resina escogida en-
tre 1/ una solucién (Al), de 50 % en xileno, de la resina
utilizada en el ejemplo 2 constituida por motivos de fér-
mulas (CHB)BSiOO,S y Si0, distribuidas respectivamente en
la relacién numérica 0,61/1, 2/ una solucién (A2), al 50%
en xileno, de una resina que contiene 2,6 % de grupos hi-
dréxilos, constituida iguelmente por motivos (CHB)BSiOO,S
¥y 8102 pero distribuidos en la relacién numérica 0,68/1.
Estas resinas son andlogas a las que figuran en los ejem-
plos I de las patentes francesas 1 462 753, 1 575 049,

2 100 494,

Las densidades de las espumas en funcidén del tiempo
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de agitacién se llevan a la tabla I siguiente:

TABLA I

Tiempo de agitacién

en minutos 3 6 9 12 15 | 21 30:
Resinas
ﬁtilizadas

N~

Solucién A 0,45 | 0,41| 0,41{0,41 | 0,41|0,41 0,41
Solucién Al 0,58 |0,56| 0,53|0,53 |0,51}0,52 10,53
Solucién A2 0,57 {0,56| 0,5410,53 |0,52(0,53 10,54

Se observa que solo la solucién A conduce & las es-
pumas que tienen las densidades més bajas, cuyas espumas,
segin se desprende de la tabla, no son afectadas por una
duracién de agitacién de 30 minutos, teniendo pues igual-

mente una buena estabilidad en estado crudo.

Ejemplo 4
Siguiendo la forma operatoria del ejemplo 2 se modi-
fica una resina organosilicica, en solucién a 86 % en xile-
no (resina utilizada en el ejemplo 3 para formar la solu-
cién A2), por cantidades diversas de diclorosilanos esco-
gidos entre los dos silanos de férmula
CH3 CH
C1,5i (CHa)S(OCHZCH

3

!
»)(OCHCH,) _0COCH
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en la cual los simbolos x idénticos poseen el valor 4 o 9.
Estos diclorosilanos se obtienen de la forma indicada en
el ejemplo 1.

Las resinas modificadas (M) resultentes son todas ob-
tenidas en solucién al 64 % en el xileno, y estén consti-
tuidas cada una por motivos de férmulas (CHS)BSiOO,S’

CHBSiO
(CH2)3(OCH20H2)x((l)CH-Cﬂz)XOCOCH3 y Sio,
CH3

distribuidas respectivamente en la relacién numérica 0,68/
Y/1, teniendo los simbolos x el valor citado anteriormente.

En la tabla qde sigue figuran por una parte las cen-
tidades de diclorosilanos utilizadas para 100 g de la solu-

¢ién al 86 % de resina y por otra parte el valor de Y

TABLA II
Diclorosilanos Cantidades | Resinas modificadas M
utilizados empleadas en g | -~ valores de Y
x =4 12 0,032
x =4 7,9 0,021
x=9 21,3 0,032
x=9 12,4 0,018

A titulo comparativo, se prepara una solueién al 64 %

en el xileno del copolimero de motivos
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(CH3)3810 H(OCHZCHZ)ll,ZO(CHZ)BSiO ¥y S:LO2

0,5
(CH3)

0,5’

2
reproduciendo el ejemplo 6 de la patente francesa 1 423 T04;

esta solucién se denomina M'., Con 20 g de cada una de las

-soluciones M y M' se opera como se describe en el ejemplo

3 bajo (b) y se obtienen espumes cuyas densidades se deter-
minan igualmente.

Se comprueba que estas densidades, en funcién de los
tiempos de agitacidén, se extienden de 0,48 a 0,42 en el ca-
go del empleo de las soluciones M y de 0,70 a 0,64 en el

caso del empleo de la solucién M'.
NOTA

Descrita suficiéntemente la naturaleza del invento
as! como la manera de realizarlo en la préctica, debe ha-
cerse constar que las disposiciones anteriormente indica-
das son susceptibles de modifiicaciones de detalle en cuan-
to no alteren su principio fundamental. También se hace
constar que el invento corresponde a una solicitud de Pa-
tente presentada en Francia con el nimero 73 28211 de 1
de agosto de 1973, acogiéndose por lo tanto a los benefi-
cios que conceden los Convenios Internacionales en vigor,
siendo lo que constituye la esencia del referido invento
¥ por lo que se solicita Patente de Invencién por 20 afios
en Espafia, sobre : PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE
ESPUMAS DE POLICLORURO DE VINILO ; caracterizéndose por

lo siguiente:

W
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l.- Procedimiento para la preparacién de espumas de
policloruro de vinilo con células abiertas por introduceién
de fluidos gaseosos en plastisoles que contienen de 0,5 a
10 % de su peso de estabilizantes organosilicicos, carae-
terizado porque estos estabilizantes se seleccionan entre
los copolimeros constituidos por motivos de férmulas

R
(CHS)ZRSiOO,S’ Q(CnHanO)yR'éiO y 5i0, en las cuales el
simbolo R representa un grupo alquilo que posee de 1 a 3
dtomos de carbono, un grupo vinilo, el simbolo R' represen-
ta un radical hidrocarbonado divalente que posee de 1 a
10 4dtomos de carbono, representando el simbolo Q un radi-
cal orgénico escogido entre los radicales de férmulas -OG,
—OﬁG, -0C0G, —OSiR3 en las cuales el simbolo G represen-
o
ta un radical alquilo que posee de 1 a 4 dtomos de carbo-
no, teniendo los simbolos R, idénticos o diferentes, el
significado citado enteriormente, el simbolo n representa
un ndmero entero que va de 2 a 4, el simbolo y representa
un nimero cualquiera que va de 4 a 60; en estos copolime-
ros la relacién del ndmero de motivos (CHB)ZRSiOO,S con
respecto al nimero de motivos Si0, se extiende de 0,55/1
a 0,75/1 y la relacién del nimero de motivos
R
Q(CnHznO)yR'éiO respecto al nimero de motivos Si0, se ex-
tiende de 0,005/1 a 0,1/1,

2,~ Procedimiento segdn la reivindicacién 1, carac-
terizado porque el simbolo R representa el radical metilo,
el simbolo R' representa el radical alquileno de férmula

—(CH2)3—, el simbolo Q representa el radical acetoxilo, el
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simbolo n se escoge entre 1los nimeros 2 y 3 y el simpolr
Y representa un mimero cualquiera que va de 8 a 45,

3.~ Procedimiento de preparacién de los copolimeros
organosilicicos empleados segin la reivindicacién 1, carac-
terizado porque se ponen en contacto en el seno de diluyen-
tes orgénicos silanos de férmula Q(CnHZnO)yR'RSiCI2 con re-
sinas organosilicicas constituldas por motivos (CHB)ZRSiOO;s
y $i0, distribuidos en la relacién numérica 0,55/1 a 0,75/1
¥ poseyendo 0,5 a 4 % en peso de grupos hidroxilados liga-
dos a los 4tomos de silieio, efectudndose la reaccién a una
temperatura que va de 0°C a 150%°C y estando la proporcién
molar silanos/resinas en relacién directa con la propor-
cién citada entre el nimero de motivos de férmula
Q(CnﬂznO)yR'RSiO ¥ el ndmero de motivos SiO2 de los copo-
limeros, extendiéndose esta dltima proporcién de 0,005/1 a
0,1/1.

4.~ Procedimiento para la preparacién de espumas de
policloruro de vinilo, tal y como queda sustancialmente
descrito en la presente Memoria.

Esta Memoria consta de 20 hojas escritas a méquina
por una sola cara,

- % AGEC, 1974
Madrid,
RHONE-POULENC.

(R ARG w1

. g Firmado: L. Goela Eerogaten’
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